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1. はじめに 

現在までの研究により，Al，W，Au，Ptなどの金属片をイオンスパッタにより表面処理した後，

矩形波状の電位変化を用いて電子電流を計測すると，プローブ電位を一定に保っていても，数十μ

sで電流が有意な量減少するが，これは金属表面電位の変化が原因でることを示した．しかしWで

の測定結果は 2Vもの表面電位の変化を仮定する必要があり，電位変化のメカニズムが特定できな

い． 

前回はこの測定結果に含まれる誤差の量を把握するために，矩形波状の電位変化をプローブに与

えた時のプラズマ空間電位の変動について測定した結果を報告したが，雑音が大きく詳細な解析が

困難であった．そこで今回は電子回路を用いて雑音を除去して得た結果について報告を行う． 

 

２．実験 

自己保障型ラングミュアプローブのプローブ端として数種類の金属を用い，矩形波状の電位変化

を与えた時に生じる浮遊電位の時間変分を測定比較する．浮遊電位測定用プローブに接続した高イ

ンピーダンス分圧回路の出力を増幅回路に入力し，増幅回路の出力から帯域フィルタを用いて高周

波成分を除去したものをオシロスコープで観測する．データは 1000 周期の測定値を平均した値で

ある．ガス圧力は 13Pa ，電極間電圧の直流成分-100V，交流成分のピークピーク電圧 262Vの条件

で発生させた容量結合型高周波放電で計測を行った． 

 

３．結果 

  右の図が測定結果の一例である．プローブ

端にタングステンを用い，プローブ電位上昇

開始の時間を 0sとしている．Vmaxは矩形波

状のプローブ電位波形の最大値である．5μs

までの時間で浮遊電位が 0.4V 程度上昇して

いるが，これはプローブ電位が上昇する際に

自己補償型ラングミュアプローブの容量に

400μAの電流が流れることが原因である．5

μs 以降はプローブ端に流れる電流に応じて

浮遊電位の上昇が観測される．詳細は講演に

て． 
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